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１．概要（Summary） 

層状物質のひとつである二硫化モリブデン（MoS2）は、

その層間が弱い Van der Waals 力で結合されている  

ため、劈開した表面はダングリングボンドが存在せず、 

化学的に安定でクリーンな表面であることが知られている。 
そこで本研究では、このクリーンな表面を持つ MoS2と

Ti 電極との界面状態に着目し、MoS2/Ti 接合において 

超伝導接合を実現することを目的とした。試料は、NIMS
微細加工プラットフォームを利用して、接合幅 500 nm の

MoS2/Ti 接合の作製とその評価を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  
・125 kV 電子ビーム描画装置 
・レーザー露光装置 
・高速マスクレス露光装置 
・12 連電子銃型蒸着装置 
・超高真空電子銃型蒸着装置 
 
【実験方法】 

スコッチテープ法によって劈開した MoS2を SiO2/Si 
基板に転写し、その MoS2小片上に電子線リソグラフィで

厚さ 100 nm の Ti 電極を形成した。さらに Ti 電極の   

保護膜として厚さ 10 nm の Au 薄膜を連続蒸着した。  

ボンディングパッドは大面積を高速で露光できる高速  

マスクレス露光装置などを利用し、Ti/Au （= 10/100 nm）

電極を形成した。 
 完成した試料は、東京大学 物性研究所のトップロード

型希釈冷凍機によって、低温での輸送特性を評価した。 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に作製した MoS2/Ti 接合の光学顕微鏡写真を

示す。試料の MoS2チャネル部分は電極として用いる  

ために電気二重層トランジスタ構造を採用し、ゲート電圧 

6 V を印加したまま 30 mK まで冷却した。低温では、

MoS2/Ti接合において超伝導電流や周期的な磁場応答

が観測された。これらのことから、MoS2/Ti 接合において

超伝導接合を実現できたと考えている。 

  
Fig. 1 Optical microscope image of the fabricated 
sample with MoS2/Ti junction. 
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